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L’'UNIVERSITE DE WASHINGTON SELECTIONNE LE SYSTEME C VD
D'ALTATECH POUR LE DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX MATERI AUX DE
TRAITEMENT

Montbonnot, France et Berlin, Allemagne, le 31 mar2014— Altatech, filiale de Soitec, a
recu une commande tleniversité de Washington a Seattle d’'une plate¥fe AltaCvVD™,
systeme de dépbt chimique en phase vapeur (CVDeguupe au sein d’un dispositif unique
un ensemble de fonctions permettant aux utilisatdardévelopper de nouveaux matériaux de
traitement a forte valeur ajoutée. Le systéme CXAkatech sera installé au sein de la
Washington Nanofabrication Facility (WNHEE I'université de Washington, ou il sera utilpsé
des chercheurs internes et extérieurs pour fabriguéarge éventail de produits équipés de
semi-conducteurs, notamment des transistors CMQidée, dedMicro-Nano Systemes
(MNS), des circuits intégrés élaborés grace a I'utilisatie la derniere technologie de contacts
électriques traversants (Through Silicon Via, TS48s diodes électroluminescentes (LED)
avanceées et des cellules photovoltaiques.

A I'heure actuelle, le systeme avancé de dépotiguienen phase vapeur (CVD) pulsé
d’Altatech est trés largement utilisé par les aantie R&D et les sites de production pilotes
partout en Europe. Toutefois, avec cette commard&Jdiversité de Washington, le systeme
AltaCVD sera livré pour la premiere fois a un centre dédR#iversitaire et un site de
production pilote d’Amérique du Nord. L’acquisitiolu systeme AltaCVD par l'université,
associé a 'outil avanceé de gravure ionique réagiofonde (Deep Reactive lon Etching, DRIE)
et a la plate-forme PECVD de dépét chimique en @kapeur activé par plasma (Plasma
Enhanced Chemical Vapor Deposition) installés réoent, permet de réaliser le processus de
remplissage par dépot électrolytiquectatacts électriques traversants

Le Dr Michael Khbeis, Directeur par intérim de 1a\W, se réjouit des nouveaux moyens offerts
par ce systemex Le systeme AltaCVD apporte aux chercheurs ungai®mcomparable
permettant d’effectuer le dépot conforme de filndsaftiques pour les applications TSV ainsi
gue d’oxydes métalliques et de nitrures pour legéneux diélectriques high-k et les matériaux
piézoélectriques, déclare-t-il. <Compte tenu des vitesses de dépbt plus élevéeniebtpar le
procédé CVD pulsé », ajoute-t-il, « les films rééfi par ALD (dépbt par couche atomique)
offrent & notre clientéle de chercheurs et d’entisgs industrielles une solution viable
permettant une montée en puissance vers la pramueti série. De fait, I'université est
désormais en mesure de faire le lien avec le mdedesntreprises, ce qui lui permet d’avoir un
impact économique tangible dans notre région ».



« L’adoption de nos systémes CVD par cet établisaenéputé en Amérique du Nord démontre
une nouvelle fois les avantages reconnus de nettenblogie de dépot par impulsionsdéclare
Jean-Luc Delcarridirecteur général d'Altatech, filiale de SoitedNous sommes trés heureux
d’ajouter I'Université de Washington a la liste eonstante augmentation des adeptes de notre
équipement CVD.

Le centre commercial et de service d’Altatech atat€=Unis accompagnera I'Université de
Washington pour l'installation de la technologig¢alVD.

Le systéme AltaCVD associe la technologie de dpp#é avec un ensemble de fonctions au
sein d’'un dispositif incomparable pour le dévelappat de houveaux matériaux. Il permet de
réaliser un dépot ALD avec une couverture 3D exorptlle avec les mémes taux de dépot que
les techniques CVD plus conventionnelles. Cela peun contrdle supérieur de la
stoechiométrie tout en créant des matériaux en eomafce et en couche épaisse hautement
conformes, un résultat qui ne peut étre obtenugppliupart des technologies existantes actuelles.

Le systéme concgu par Altatech réunit au sein dhsemble de chambres une technologie de
vaporisation unique, un processus d’intégration/dapiide, et une électrode de répartition. Le
réacteur congu par Altatech et le dispositif daaliuction pulsée du précurseur pour injection et
évaporation permet le contréle nanomeétrique dealsgeur, de I'uniformité, de la composition et
de la steechiométrie du film dans les matériaux ¢exas.

A propos de la Washington Nanofabrication Facility(WNF) de 'université de Washington :

La Washington Nanofabrication Facility (WNF) de filversité de Washington est un centre national
appartenant au réseblational Nanotechnology Infrastructure NetwdNNIN). Située sur le campude

I’ Université de Washingtom@ Seattle, la WNF offre a ses utilisateurs t@wentail des services liés aux
microtechnologies et aux nanotechnologies. La WiSpa$e de prés de 1 400 m? de laboratoires, salles
blanches, et espaces utilisateurs ayant vocattmt@urager la recherche fondamentale, la recherche
appliquée, la recherche-développement de pointe,pgbduction de prototypes, ce qui en fait letien

de production le plus important accessible au pud#ila région nord-ouest Pacifique des Etats-Unis.
Dotée d'équipements de pointe et de capacitésddaidement importantes, la WNF a par ailleurs noué
un partenariat avec la couveuse d'entreprises Cé@tér for Commercialization, New Ventures Fadility
de 'université de Washington, ce qui lui permefalee le lien entre le monde universitaire etdest-

ups, les entreprises et les organisations professiles locales en vue de promouvoir la croissance
économique et les créations d’emplois localemenereourageant I'innovation. Aux niveaux natiortal e
international, la WNF propose des services de foadedistance (modéle dit « foundry-lite ») dans
lequel les systémes sont fabriqués et caractgraédes ingénieurs experts. A I'heure actuell®yNF
propose un service de fonderie en photonique kciusi pour un développement rapide de nouveaux
systémes photoniques et de guides d'ondes photmija WNF développe ses services « foundry-lite »
en vue de se doter d'une technologie de produt®hen série pour la R&D et d'offrir ainsi une

solution économique aux chercheurs intégrant \aeiment les équipements électroniques et les aapteu
au sein de modules compacts.

A propos de I'expertise d’Altatech en matiére de tehnologie et d’équipement ‘Altatech dispose d’'un
portefeuille unique d’équipements dans les domainedépdt chimique de matériaux avancés et de
l'inspection globale des défauts. Economiquesrendement trés élevé, les technologies d’inspeetion
de dépobt chimique en phase vapeur (chemical vamsition, CVD) développées par la société sont
utilisées pour la R&D et la fabrication de semi-docteurs, de LED, de Micro-Nano Systemes (MNS) et
de systémes photovoltaiques. Altatech Semicond&ctarest devenue une filiale de Soitec en janvier
2012.



A propos de Soitec Soitec (Euronext Paris) est une entreprise indiligiinternationale dont le coeur de
meétier est la génération et la production de mat&rsemi-conducteurs d’extrémes performances. Ses
produits, des substrats pour circuits intégrésafnatent a base de SOI - Silicium On Insulator) et de
systémes photovoltaiques a concentration (CPV}esbsiologies Smart Cut™, Smart Stacking™ et
Concentrix™ ainsi que son expertise en épitaxitopnun leader mondial. Soitec reléve les défis de
performance et d'efficacité énergétique pour ungdaalette d’'applications destinées aux marchés de
I'informatique, des télécommunications, de I'élecigue automobile, de I'éclairage et des centrales
solaires a forte capacité. Soitec a aujourd’huiigsantations industrielles et des centres de RfiD
France, a Singapour, en Allemagne et aux Etats-Das informations complémentaires sont disponibles
sur le site Internaetvww.soitec.com
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